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摘要(译)

本发明涉及一种用于具有高对比度的半透半反液晶显示装置的阵列基
板。阵列基板包括在基板上的第一遮光图案，其由与栅电极相同的材料
制成。阵列基板还包括第二遮光图案，该第二遮光图案由与相同工艺步
骤中的有源层相同的材料制成。这些第一和第二遮光图案设置在透射部
分和反射部分之间的边界部分中，其中液晶分子未对准并且光失真。第
一和第二遮光图案防止在透射部分和反射部分之间的边界区域中发生漏
光，从而增加透反射LCD装置的对比度。
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